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Sposéb ladowania warstw fotopdlprzewodzacych oraz elektroda do
stosowania tego sposobu
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Przedmiotem niniejszego wynalazku ‘jest sposéb
ladowania warstw fotopoélprzewodzgcych i dielek-
trykéw przez celowo nier6wnomierne rozlozenie
tadunkdéw elektrycznych dodatnich lub ujemnych
na warstwie fotop6lprzewodnika lub dielektryku
za pomocg elektrody w postaci walka lub piyty,
ktérych odpowiednio dobrana struktura we-
wnetrzna i odpowiednio przygotowana powierz-
chnia umozliwiaja miejscowe mikrostrukturalne
zageszczenia ladunkéw na powierzchniach tadowa-
* nych.

W znanych dotad urzadzeniach elektrofotogra-
ficznych element pokryty warstwa fotopdiprzewo-
dzaca lub dielektrykiem jest ladowany najczeSciej
elektrods, skladajaca sig¢ z drutéw lub ostrzy od-
powiednio uksztaltowanych geometrycznie, bedaca
w stanie spoczynku lub ruchu wzgledem' elementu
tadowanego. ’

Z opisu polskiego patentu Nr 45784 znana jest
elektroda do szybkiego zapisu elektrograficznego,
skladajgca sie z dwoch segmentéw o identycznym
rozstawieniu, polozonych na wprost siebie koncow
drutéw plasko zakonczonych.

Z opisu polskiego patentu Nr 46284 znane jesf
urzadzenie elektrofotograficzne z elektrods, stano-
wiacg zesp6t réwnoleglych elementéw w postaci
igiet, ktérych ostrza sa umieszczone w jednakowej
od siebie odlegloSci wzdiuz jednej prostej réwno-
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legtej do plaszczyzny warstwy fotop6iprzewo-
dzgcej. i

Znany jest réwniez uklad ladujacy, sktadajacy
sie z réwnolegle ustawionych, wzajemnie przeni-
kajacych sie drucikbw pod napieciem okoto
6500 V.

Uktlad ten laduje okre$long powierzchnie statycz-
nie to znaczy ze element ladujacy i tadowany
znajdujg sie wzgledem siebie w spoczynku.

Znane dotychczas sposoby ladowania warstw
fotopoélprzewodzacych i dielektrykéw maja naste-
pujace wady: )

Konieczne jest stosowanie skomplikowanych
elektrod, skladajacych sie z szeregu detali, wy-
magajacych precyzyjnej obrébki i precyzyjnego
montazu.

Wymagaja stosowania siatek ekranujacych, skta-
dajacych sie z cienkich drucikéw, precyzyjnie mo-
cowanych, bedacych pod napieciem 300—1200 V.

Wymagajg stosowania zasilaczy wysokiego na-
piecia okolo 6500—10000 V oraz dobrej i kosztow-
nej izolacji. .

Produkcja wymienionych zasilaczy jest skompli-
kowana i kosztowna. Elektrody wymienione wy-
zej ladujg zwykle okreSlone powierzchnie podsta-
wowym ladunkiem elektrycznym dodatnim lub
ujemnym i woéwcezas uzyskuje sie réwnomierny
rozklad ladunkéw elektrycznych na powierzchni
ladowanej. W przypadku ladowania tg samg elek-
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troda ladunkiem przeciwnym do podstawowego,
przy niezmienionych parametrach geometrycznych
i elektrycznych nie uzyskuJe sie juz odpowiednie-
go ‘rozkladu gesto$ci tadunkéw jak poprzedmo

Wszystkie wyzej wymienione metody tadowania
i stosowane do tego celu elektrody powodujg taki
rozklad ladunkéw elektrycznych na powierzchniach
tadowanych, ktéry utrudnia odwzorowywame du-
zych jednolicie zabarwionych plaschyzn i obrazéw
péitonowych metoda elektrofotograficzng. Zjawi-
sko to znane jest w elektrofotografvm pod nazwg
,,efektu brzegowego”. Powoduje ono ograniczenie
szerszego stosowania elektrofotografii w procesach
przygotowawczych form drukarskich i reprodukecji
obrazéw péitonowych.

Ponadto stosowanie wymienionych wyzej elek-
trod stwarza wysoce niekorzystne warunki BHP
‘przez wydzielanie znacznych ilo§ci ozonu oraz nie-
beZpleczenstwo porazenia.

Jednym ze sposobéw zwalczania ujemnych skut-
kéw ,,efektu brzegowego” jest stosowatie przy na-
§wietlaniu obrazu wszelkiego rodzaju kdsztownych
rastréow.

Wymienione wady i niedogodno$ci usuwa Spo-
séb ladowania warstw fotopéiprzewodzacych i di-
elektryk6w wedltug wynalazku przy pomocy elek-
trod wykonanych z materialéw, ktérych mikro-
struktura wewnetrzna i odpowiednio przygotowa-
na powierzchnia, stykajjca sie z warstwaihi lado-
- wanymi, powoduje miejscowe mikrostrukturalne
zageszczenie ladunkéw elektrycznych dodatnich
i ujemnych na powierzchniach ladowanych.

Eadowanie warstw fotopéiprzewodzacych i di-
elektrykéw sposobem wedlug wynalazku elimihuje
w znacznym stopniu zjawisko ,efektu brzegowe-
go , qukx czemu mozna reprodukowaé metoda
elektrofotograhczna duze plaszczyzny, przy zacho-
waniu dostatecznie réwnomiernej gestosci optycz-
nej catego obszaru. Ponadto przez ogramczenie
nlekorzystnego wplywu ,efektu brzegowego” za
pomoca celowego rozlozenia gesto§ci ladunkéw na
warstwach ladowanych zostsze znacznie roszerzb—
na skala kontrastowosci obrazéw péltonowych co
ma zasadnicze znaczenie przy ocenie jakoSci otrzy-
mywanych reprodukcn

Zewnetrzna warstwa elektrody do ladowama
sposobem wedlug wynalazku wykonana jest z ma-
terialéw o strukturze porowatej; np. z gabki na-
turalnej, tworzywa sztucznego lub gumy.

Spos6b ladowania wediug wynalazku przedsta-
wia sie nastepujaco: Plyta lub rdzen elektrody
wykonane z materialu przewodzacego oraz prze-
WOdzace podloze warstwy fotop6iprzewodnika lub
dielektryku sa polaczone W obw6d elektryezny
z zasilaczem -napiecia rzedu 50—3000 V. Wskutek
dzialania sit pola elekirycznego nastepuje prze-
ptyw ladunkéw dodatnich albo u]emnych przez
mikrokanaliki materiatu elektrody wykonaneJ na
przyklad z gumy oraz wytadowama elektryczne
na wzniesieniach poszarpanej powierzchni elektro-
dy, stykajacej sig z warstwa ladowana. W ten spo-
s6b nastepuje na warstwie fotopélprzewodzacej
albo dielektryku osadzanie tadunkéw w postaci
mikrostrukturalnej siatki. Tak rozmieszczona ge-
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stosé ladunkéw spelnia warunki konieczne do
ograniczenia wplywu ,efektu brzegowego”, a za-
tem do wiernego odwzofowywania duzych jedna-
kowo zaczernionych plaszczyzn oraz reprodukowa-
nia zdjeé péltonowych o znacznie rozszerzonej
skali kontrastu,

Znak ladunku, jakim zostanie naladowana war-
stwa fotop6iprzewodzaca lub dielektryk zalezy od
znaku ladunku, jaki bedzie wlaci’ony z zasilacza.
Osadzanie sie¢ ladunk6éw na warstwie ladowanej
nastepuje wskutek przeptywu ladunkéw przez mis
krokanaliki materialu elektrody. Wyladowanie be-
dzie mialo miejsce na wzniesieniach powierzchni
elektrody stykajacej sie z warstwa ladowana.

Zjawisko elektryzacji powierzchni zachodzi réw-
niez w tym przypadku, gdy pomiedzy ptyta lub
rolka a warstwg znajduje sie jedno lub wielowar-
stwowa przekladka izolujgca na przykiad papier,
specjalnie spreparowane szklo, kalka technicz-
na itp. Zastosowanie opisanego wynalazku na
przyklad w urzadzeniach do elektrofotograficzne-
go powielania obrazéw pozwoli na uzyskanie mie-
dzy innymi nastepujgcych korzysSci:

Mozliwo§é reprodukowania duzych plaszczyzn
o réwnomiernej gesto&m optyczne] oraz obrazéw
pbitonowych przez znaczne zmniejszenie wplywu
,efektu brzegowego”.
Rozklad gesto$ci ladunkéw na warstwie foto--
poiprzewodzacej i dielektryku jgst taki sam przy
ladowaniu ladunkiem elektrycznym dodatnim
albo ujemnym bez zmiany parametré6w ukltadu.
Uproszczenie budowy, zmniejszenie gabarytéw,
a w zwigzku z tym potanienie urzadzen elektro-
fotograflcznych
Uproszczenie konstrukeji zasilacza i zmmerze-
nie wymagan w stosunku do jego izolacji.
Eliminacja siatki ekranujgcej.
Znaczna poprawa warunkéw BHP — zmniejsza
mozliwo§é porazenia pradem przy przebiciu, nie-
wydzielania sie ozonu oraz tlenkéw azotu.
Dzieki tym korzySciom stanie si¢ mozliwe upo-
wszechnienie aparatury elektrofotograficznej
i elektrofotograficznej metody reprodukcji obra-
z6w, ktéra daje praktycznie duze oszczedno$ci
w kosztach wykonywania odwzorowan.

\

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb ladowania warstw fotopéiprzewodzacych
i dielektrykéw znamienny tym, ze do elektrody
wykonanej z materialu o wewnetrznej mikro-
porowatej strukturze i nieregularnej struktu-
rze powierzchni styku z warstwa ladowana
przyklada sie napiecie rzedu 50—3000 V.

2. Odmiana sposobu wedlug zastrz. -1 znamienna
tym, ze warstwe fotopblprzewodzaca lub di-
elektryk laduje sie, gdy miedzy elekirodg
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a warstwg fotopOlprzewodzgcg umieszczona jest cy ladunki elektryczne pokryta jest warstwa
przektadka izolujgca. mikroporowatego materialu malo przewodzace-
. Elektroda do ladowania warstwy fotopdiprze- go ladunki elektryczne, przy czym opor elek-
wodzacej lub dielektryku wedlug zastrz. 1 i 2 trody zawiera si¢ w granicach 10 kQ do

znamienna tym, Ze plyta lub rdzehn przewodzy- 35 4000 MQ.



	PL50957B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


